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El invento se refiere al cobreado por reducción 

química, y trata más particularmente de nuevas soluciones de 
gran estabilidad para el cobreado por reducción química, de 
nuevas composicones concentradas y de nuevas composiciones de 
adición particularmente apropiadas para la formación de dichas 
soluciones de gran estabilidad, y de un procedimiento para la 
realización de tales soluciones.

El cobreado por reducción química es industrialmen 
te muy importante, en especial en la industria electrónica, por 
ejemplo para la producción de circuitos impresos. El cobre depo 
sitado por reducción química sirve en este caso para hacer eléc­
tricamente conductoras las superficies de objetos de materia sin­
tética, en particular en el caso de la fabricación de tarjetas de 
circuitos impresos provistas de orificios. Otras aplicaciones en 
la industria electrónica aprovechan la conductividad eléctrica 
elevada de los depósitos finos de cobre obtenidos por reducción 
química, por ejemplo en el cobreado de las superficies de objetos 
de resina epoxi para la fabricación de circuitos impresos del ti­
po aditivo asi como en el cobreado de bandas magnéticas.

Conocida es la forma de presentar las composiciones 
para el cobreado por reducción química en general en forma de dos 
soluciones o polvos, uno de los cualés contiene la sal de cobre 
en tanto que el otro contiene un agente de reducción frecuentemen 
te constituido por fomaldehído. Estas dos soluciones o polvos se 
mezclan con agua justamente antes del uso,- en razón de lo cual 
la reacción de los iones cobre da comienzo poco después y se tra­
duce en el depósito de cobre metálico. En el caso de ciertas so­
luciones comerciales, la sal de cobre y el aqente.reductor pueden 
hallarse a la vez contenidos en una de las dos soluciones, mante­
niéndose en este caso el valor pH de esta solución suficientemente
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ácido para impedir cualquier reacción de tipo redox, conte 
niendo entonces la segunda solución, que es una solución al­
calina, una base y el agente que forma complejo para los 
iones cúpricos.

Estas soluciones de cobreado por reducción química de 
la industria actual se caracterizan por su escasa estabilidad 
y por su descomposición espontánea tras solamente una corta 
duración de vida que, en general, es del orden de algunas ho- , 
ras. El cobre precipita entonces en la solución y se observan = 
en general partículas de cobre metálicas en el fondo del depó , 
sito o del recipiente que contiene la solución. En general, 
las soluciones descompuestas no pueden ser regeneradas o recu 
peradas y deben rechazarse.

Se ha propuesto ya la utilización de 2,9-dimetilfenan 
trolina y 4,7-difenil-2,9-dimetil-l,10-fenantrolina como agen ¡ 
tes de estabilización. El mecanismo de acción de estos com­
puestos es formar selectivamente quelatos con los iones cupro ¡ 
sos de lá solución y estabilizar asi esta última. !

Los resultados registrados no han sido satisfactorios.
El invento tiene por objeto sobre todo remediar estos 

inconvenientes.
A tal fin, de acuerdo con el presente invento, se incor i 

pora a las soluciones de cobreado por reducción química, co­
mo agente de estabilización, una pequeña cantidad eficaz, de 
o-fenantrolina y de iones yoduro, gracias a lo cual dichas 
soluciones adquieren una estabilidad considerablemente aumen­
tada con respecto a las soluciones de cobreado por reducción 
química de la industria actual.

El efecto sinergético obtenido gracias a la combina- ¡ 
ción de la o-fenantrolina y de los iones yoduro puede consi-



5

10

15 '

:?o

25

' 3 7 5 1 9 ! (

derarse como inesperado y sorprendente.
La cantidad de o-fenantrolina y de iones yoduro debe 

escogerse suficientemente elevada para estabilizar el baño e im 
pedir la descomposición prematura, siendo con todo suficiente­
mente reducida para impedir el depósito del cobre a partir de di 
chos baños.

Aparte de la presencia del agente de estabilización 
según el invento, dichas soluciones están constituidas por una 
solución acuosa alcalina que contiene iones cobre, un agente 
formador de complejo de los iones cúpricos y un agente reductor ' 
del cobre en forma iónica.

El invento tiene igualmente por objeto composiciones '!
concentradas que permiten formar las citadas soluciones de co­
breado de gran estabilidad.

Estas composiciones concentradas comprenden una sal 
de cobre soluble en agua, un agente reductor del cobre iónico 
y una pequeña cantidad de o-fenantrolina y de un compuesto ca­
paz de suministrar iones yoduro o fuente de iones yoduro, están 
do generalmente constituida esta última por un yoduro soluble 
en agua, por ejemplo un yodüro de metal alcalino tal como yodu
ro sódico o potásico. Las cantidades de o-fenantrolina y de fueñ í

!
te de iones yoduro se determinan según los criterios indicados * 
anteriormente.

El invento tiene igualmente por objeto composiciones 
de adición que desempeñan la misión de agentes de estabilización 
y se destinan a ser añadidas a dichas soluciones de cobreado por 
reducción química. Estas composiciones de adición comprenden 
una mezcla de o-fenantrolina y una fuente de iones yoduro asi 
como, eventualmente, otros ingredientes como, por ejemplo, dilu- 
yentes inertes tales como un disolvente acuoso líquido inerte,3ú
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por ejemplo agua, hidróxidos y/o carbonatos de metales alca­
linos .

La fuente de iones cobre en las soluciones de cobrea 
do según el invento está constituida en general por una sal de

5 cobre soluble en agua, por ejemplo sulfato, nitrato o cloruro ¡
*de cobre. !

El agente formador de complejo con los iones cúpricos 
está en general constituido por sal de Pochelle. Pueden utilizar 
se sin embargo otros agentes formadores de complejo de los iones 

10 cúpricos en lugar de la sal de Pochelle, si fuera necesario, por
ejemplo los ácidos etilenodiaminotetracético y nitrilotriacéti- 
co y sus sales de metales alcalinos y alcalino túrreos, la etilen' 
diamina y algunos de sus derivados y, por último, los agentes for¡ 
madores de complejo del tipo aminoácido. ¡

15 Aun cuando no se posea ninguna certeza, es probable j
que el ión yoduro y la o-fenantrolina estabilicen las citadas 
soluciones formando un complejo o un compuesto de adición con el 
ión cuproso. Es posible que este complejo o compuesto de adición j 
esté representado bien por la fórmula (1) siguiente:

20 ---
I-Cu-
cáí-

--0('
-CU-I

o bien por la fórmula (2)' siguiente:
*  ̂
i /Cu
!
I

. ,i /
Cu
)
I

o bien por la fórmula (3) siguiente:

3̂u
30 I
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en las cuales <Xy <x'designan las posiciones 1 y 10 
nantrolina.
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La cantidad de.o-fenantrolina presenta en las solu- !
ciones o baños de cobreado por reducción química de acuerdo con j

-4 -2 !el invento es con preferencia de 1 x 10 a 1 x 10 g por litro.
El ión yoduro se halla presente en estos baños con preferencia en i

-4 -2una cantidad que corresponde a 1 x 10 a 1 x 10 g por litro en 
forma de yoduro sódiao o potásico. t

El agente reductor preferido en el marco del presente ¡ 
invento es el formaldehido, Puede agregarse en forma de una solu- !ición acuosa, por ejemplo de formol. También pueden utilizarse com j 
puestos o materiales capaces de suministrar formaldehido en las 
condiciones del cobreado. Estos compuestos pueden estar constituí 
dos por ejemplo por formaldehido o trioxano. Los agentes reducto­
res menos preferidos, utilizables en el marco del invento, están 
constituidos por aminas, boranos, hidrazina, piridinas sustitui­
das, hipofosfitos, fosfitos, hiposulfitos, sulfitos, sulfoxilatos 
y tiosulfatos de los metales alcalinos y álcalino-térreos. Por úl
timo, pueden utilizarse el ácido hidrazoico y las azidas, así como' !
los formiatos de los metales alcalinos y alcalino-térreos.

El valor del pH de las soluciones de cobreado por re­
ducción química según el invento es con preferencia de 10 a 14. ES

!
te pH se obtiene por adición de una cantidad suficiente de un com* ! 
puesto o material alcalino,.con preferencia un hidróxido de metal 
alcalino, por ejemplo sosa o potasa.

Con preferencia, se prevé igualmente en el baño o la 
solución de cobreado un carbonato de mebal alcalino, por ejemplo 
un carbonato sódico o potásico, simultáneamente al hidróxido de 
metal alcalino. Unos limites de pH especialmente preferidos para 
el cobreado por reducción química según el invento son los de30
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11,5a 12,5.

Con preferencia, la temperatura de las soluciones 
de cobreado según el invento para el cobreado de superficies ca 
talíticas es de 15-32^ C.

5 A continuación, y a titulo de ejemplo se facilita la
composición de una solución o baño conforme al presente invento:

Sal de cobre soluble 2 0 - 2 6  g/1
Sal de Rochelle 4 0 - 5 5  g/1
Hidróxido de metal alcalino 1 0 - 1 8  g/1

10 Formaldehído(37%) 100 - 150 ml/1
' -2o-fenantrolina 1x10-4 - 1x10 g/1

-4 -2yoduro potásico o sódico 1x10 - 1x10 g/1
carbonato de metal alcalino 2 - 1 0  g/1 
Con preferencia, las soluciones según el invento pue 

15 den también contener una pequeña cantidad de un ácido mineral apro
' \ piado, por ejemplo ácido sulfúrico, con preferencia de pureza ana

litica, en una cantidad suficiente para contribuir a mantener el pH 
de la solución o del baño.de cobreado dentro de los límites de 10 a 
14 indicados anteriormente ó dentro de los limites más particular- 

20 mente preferidos de 11,5 a 12,5.
, Las composiciones concentradas particularmente apro­

piadas para formar soluciones de cobreado por reducción química de 
gran estabilidad son con preferencia soluciones acuosas ácidas que 
contienen la sal de cobre soluble el agente reductor para el cobre 

25 iónico, con preferencia formaldehído,o-fenantrolina y la fuente so­
luble de iones yoduro. El pH de las soluciones concentradas ácidas 
se mantiene en el limite ácido y suficientemente por debajo de pH 7 
para evitar cualquier precipitado sustancial de cobre a partir de 
estas soluciones en forma de un precipitado que contiene hidróxido 
cúprico y en forma de cobre metálico, que aparecen como consecuenda30
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de una reacción del tipo redox, lo cual puede obtenerse gracias 
a la presencia de una sustancia ácida apropiada, en general un 
ácido mineral, por ejemplo ácido sulfúrico que forma en este caso 

. parte de la solución concentrada y que se halla presente en una 
5 cantidad suficiente para el fin previsto..

Es fácil darse rápidamente cuenta del hecho de que 
el hidróxido cúprico se precipita en la solución concentrada gra­
cias a la presencia del color azul característico del hidróxido 
cúprico, y es fácil darse igualmente cuenta de la presencia de co- 

10 bre metálico precipitado en el baño gracias a la aparición del co­
lor rojizo característico del cobre metálico. Por consiguiente, es 
evidente en qué momento es demasiado elevado el pH de la solución 
concentrada. Es igualmente posible que se hallen presentes óxidos 
de cobre en el precipitado que contiene hidróxido cúprico. El pH 

15 . de tales soluciones ácidas concentradas se mantiene con preferen- 
 ̂ cia en un límite que no sobrepasa 2,8 valor que corresponde a una 

* acidez suficiente para impedir que se produzcan las precipitaciones 
\ ^  indicadas anteriormente.
J. Las soluciones concentradas ácidas conforme al inven

20 . - to contienen, con preferencia, los constituyentes siguientes, en
proporciones comprendidas en los limites especificados a continua- . 

. - ción:

25
CuSOg.SHgO de aproximadamente
HCHO (concentración 37%) "
o-fenantrolina " .
Nal o KI " . .
H^SO^(pureza analítica) "
HgO q.s.p.

% en peso 
5 a 9 

35 a 45 
3xl0'S- 3x10 
3x10^- 3x10 
0,02 a 0,04 

100
30
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, Las composiciones de adición según el invento que
* se mencionan anteriormente pueden ser líquidas o sólidas o de una

consistencia situada entre el estado líquido y el estado sólido, 
por ejemplo en estado semi-líquido o semi-sólido. Estas composi- 

5 ciones.de adición contienen la mezcla de o-fenantrolina y de iones
yoduro o la fuente de iones yoduro, por ejemplo un yoduro de metal 
alcalino tal como Nal o KI; las proporciones de estos ingredientes 
se encuentran comprendidas entre límites muy amplios, siendo la con 
dición que las cantidades de estos materiales sean insuficientes pa 

10 ra impedir que el cobre se deposite a partir del baño definitivo de
encobrado por reducción química. Las composiciones de adición sóli­
das contienen cantidades de o-fenantrolína y de yoduro de metal alca 
lino comprendidas en límites que, en peso, son de aproximadamente 
0,007 a 0,7% en lo que respecta a la o-fenantrolina y de 0,007 a 

15 0,7% en lo que concierne ai yoduro de metal alcalino. Las composi­
ciones de adición líquidas contienen el ión yoduro y la o-fenantro 
lina, presentes en general en forma de soluciones acuosas, en canti­
dades de aproximadamente 0,07 g/1 en lo que respecta al ión yoduro 
y de aproximadamente 0,07 a 7 g/1 en lo que concierne a la o-fenan- 

20 trolina.
Se han efectuado pruebas para comparar la estabilidad 

de los baños de cobreado que contienen ya sea únicamente el ión yo 
. ... duro, únicamente la o-fenantrolina, el ión yoduro+ la o-fenantro- 

lina, o bien, por último, ningún aditivo. Los resultados han sido 
25 recopilados en la Tabla I que sigue.

30
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TABLA I

Constituyentes del baño n"l
"Enplate" CU-402A (1L15760) 300ml/l

Pruebas
n* 2 n^ 3
300ml/l

CU-402A (1BO3850) . - - 300ml/l -
CU-402A (1L15750) - - - 300ml/l
Cu-402B(1K09750) 300ml/l 300ml/l - -
Cu-402B(lJO5754) - - 300ml/l . - .
CU-402B (1L18762). - - - 300ml/l

D.M.HgO 400ml/l 400ml/l 400ml/l 400ml/l
Nal, U.S.P. (lOg/lenH^O) ' - 0,02g/l - -
o-fenantrolina (*5g/l en CĤ OH) - - - -
Aspecto del revestimiento brillo brillo brillo brillo

elevado elevado elevado elevado 
Duración de vida del baño (hrs.) 24 20 20 24

. Pruebas
15 Constituyentes del baño n̂  5 n̂  6 n̂ 7 n̂ 8

"Enplate" CU-402A (1L15760) - -
" . CU-402A (1BO3850) - -- -

* - " CU-402A (1L15750) 300ml/l 300ml/l 300ml/l 300ml/l
H CU-402B (1KO9750) ' - - **

20 " CU-402B. HJ05754) - - ' -
. . n CU-402B (1L18762) 300ml/l 300ml/l 300ml/l 300ml/l

D.M.Ĥ O - 400ml/l 400ml/l 400ml/l 400ml/l
Nal, U.S.P. (10g/l. en HgO) - -

' o-fenantrolina (.*5g/l en CĤ OH) ; ..l,0g/l *0,05g/l *0,01g/l *0,001g/3
25 Aspecto del revestimiento decolorado- - buen

brillo
Duración de vida del baño (hrs.) 2 . 2 0  60 $0

30
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Constituyentes del baño__________
"Enplate" CU-402A (1L15760)

" CU-402A (1BO3850)
" CU-402A Í1L15750)

5
" CU-402B (1KO9750)
" . CU-402B (1J05754)
" CU-402B (1L18762)

D.M.H^O
Nal; U.S.P. (lOg/1 en Ĥ O)

10 ^
o-fenantrolina (*5g/l en CH^OH)
Aspecto del revestimiento 

Duración de la vida del baño(hrs-)

Pruebas
n*9

300ml/l
300ml/l

400ml/l

brillo
elevado

24.

n* 10

300ml/l
300ml/l

400ml/l

*0,0005g/l
brillo
elevado
48

Pruebas
15 Constituyentes del baño n* 11 n^ 12 n*13 n* 14
-* . "Enplate" Cu-402(1L15750) 300ml/l 300ml/l 300ml/i 300ml/l

" Cu-402A(lCO8854) - - - -

" Cu-402B(1K09750) 300ml/l 300ml/l 300ml/l 300ml/l
400ml/l 400ml/l 400ml/l 400ml/l

20 : o-fenantrolina (0,05 g/1 
en CH^OH) 0,0001g/l 0,00001g/l - 0,0001g/l

- Nal, U.S.P. (10g/l en HgO) - - - -
o-fenantrolina (5g/l en CH^OH) - - -
Aspecto del revestimiento brillo

elevado
brillo
elevado

brillo
elevado

brillo
elevado

25 Duración de vida del baño (hrs.) 2 24 24 2

Constituyentes del baño n* 15
Pruebas

n* 16 n* 17
"Enplate" Cu-402A(1L15750) — — -

" Cu-402A(1C08854) 300ml/l 300ml/l 300ml/l
" Cu-402B(1K09750) 300ml/l 300ml/l 300ml/l30
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Constituyentes del baño

375193
Pruebas

n^ 15 n^ 16
D.M.HgO 400ml/l 400ml/l 400ml/l
o-fenantrolina (0,05g/l en CH^

OH)  ̂ - - -
Nal, U.S.P.(10g/l en H^O) 0,Olg/1 -

o-fenantrolina(5g/l en CH^OH) - 0,0005g/l -
Aspecto del revestimiento brillo

elevado
brillo
elevado

brillo
elevado

Duración de vida del baño(hrs) 24 216 20
Pruebas

Constituyentes del baño n^ 18 n* 19 n* 20
"Enplate" Cu-402A(1L15750) - . - -

" Cu-402A(lCO8854) 300ml/l 300ml/l 300ml/l
" Cu-402B(1K09750) 300ml/l 300ml/l 300ml/l

D.M. H^O 400ml/l 400ml/l 400ml/l
o-fenantrolina(0,05g/l en CH^OH) - - -
Nal, U.S.P. (10g/l en H^O) 0,0Íg/l 0, Olg/1 0,001g/l
.o-fenantrolina(5g/l en CH^OH) 0,0005g/l 0,Olg/1 0,001g/l
'Aspecto del revestimiento brillo

elevado
brillo
elevado

Duración de vida del baño(hrs.) 100 144 168
Se observa que en todos estos baños, que eran esté-

ticos, la cantidad era de 400ml
Los resultados de las pruebas / recopilados en la Ta-

blal, muestran la mejora considerable de la estabilidad de los baños 
gracias a la combinación de los iones yoduro y de la o-fenantrolina 
en los aditivos según el invento con respecto a los resultados regis 
trados con uno u otro de estos materiales solos o también con respeo 
to a los resultados de las experiencias realizadas en ausencia de los 
aditivos en cuestión.

En la tabla 1, la composición de cada aditivo designa 
do por "Enplate Cu-402A" es la siguiente:
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% en peso

CuSO^ SHgO 7,1
HgSO^(pureza analítica) 0,03 
formaldehído(37%) 38,3

5 HgO 54,57
Asimismo, la composición en la referida Tabla I de 

los aditivos designados por "Enplate CU-402B" es la siguiente:
% en peso

HgO 78,0
10 NaOH 4,66

NagCOg 1,44
Sal de Rochéile 15,9

El término "Enplate" es una marca de fábrica de la 
Sociedad ENTRONE INCORPORATED. Por "D.M.H^O" en la tabla 1 anterior 

15 y en las tablas 2 y 3 a continuación, se designa agua desionizada, 
es decir, agua que ha sido purificada por extracción dé iones extra 
ños.

Se han efectuado otras pruebas para comparar la esta­
bilidad de los baños de cobreádo que contienen iones yoduro + o-fehan 

20 ' trolina, únicamente o-fenantrolina, únicamente 2,9-dimetil-o-fenan-
trolina y ningún aditivo. Los resultados se han recopilado en la ta­
bla 2 a continuación.

TABLA 2
' Pruebas

25 Constituyentes del baño(baño de 4L) n* 21 n* 22 n^ 23
"Enplate" Cü-402A(lCO8854) 300ml/l 300ml/l 300ml/l

" Cu-402B(1K09750) 300ml/l 300mí/l . -

" Cu-402B(1L15766) — -  - 300ml/l
D.M. H, 400ml/l 400ml/l 400ml/l

30 N M ,  U.S'P. (109/1 en H,0] - 0,01g/l -
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n* 22 n^ 23

o-fenantrolina (5g/l en CHgOH) 0,0005g/l
Aspecto del revestimiento brillo

elevado
brillo
elevado

brillo
elevado

5 Duración de vida del baño(hrs.) 24 192
estática

36
estática

Pruebas
Constituyentes del baño(baño de 4L) n^24 n*25 n^26
"Enplate" Cu-402A(lCO8854) 300ml/l 300ml/l 300ml/l

" CU-402B(1K09750) - -
10 " . Cu-402B(1L15766) 300ml/l 300ml/l 300ml/l

D.M.HgO 400ml/l' 400ml/l 400ml/l
Nal, U.S.P.(10g/l en HgO) 0^00 ̂*cy/-L - 0,01g/l
o-fenantrolina(5g/l en CHgOH) 0,001g/l 0,0005g/l

15
Aspecto del revestimiento brillo

elevado
brillo
elevado

brillo
elevado

Duración de vida del baño(hrs.) 110*
estática

36 276 
aireada** aireada**

*ruptura de revestimiento(liner
broke) después de cuatro días,
durante y después del encobrado (1/2 h) solamente.

20 - Pruebas
Constituyentes del baño 

. (baños de 400 mi estáticos) n*27 n^28 n*29 n^30
"Enplate" Cu-402A(1C08852) 

Cu-402B(1E15852)
D.M. HgO
Nal, U.S.P. (10g/l en HgO)
o-fenantrolina(5g/l en CHgOH)
2,9-dimetil-o-fenantrolina 

Í5g/1 en CHgQH)
Aspecto del revestimiento

300ml/l 300ml/l 300ml/l 300ml/l
300ml/l 300ml/l -300ml/l 300ml/l
400ml/l 400ml/l 400ml/l 400ml/l

- - 0,01g/l
0,0005g/l 0,00Ó5g/l -

- - - 0,0005^1
brillo brillo brillo brillo
elevado elevado elevado escaso

30
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Constituyentes del baño 
(baño de 400 mi estáticos)
Duración de vida del baño(hrs.) 24 20 84 3
Descomposición tras 16 días 100% 100% 16% 100%

La mejora considerable de la estabilidad de las so­
luciones, obtenida gracias a la utilización de la combinación de 
los iones yoduro y de la o-fenantrolina como aditivos con respecto 
a la utilización de la o-fenantrolina, y solamente 2,9-dimetil-o- 
fenantrolina en la solución, y con respecto a las soluciones que no 
contienen ningún aditivo, se desprende claramente de los resultados 
de la tabla 2.

En la tabla 2 que antecede e igualmente en la tabla 3 
que sigue, la composición de cada constituyente designado por "Enpla 
te CU-402A" es la misma que la de "Enplate Cu-402A" de la tabla 1 
indicada más arriba, y la composición del "Enplate Cu-402B" es la 
misma que la del Enplate CU-402B de la tabla 1 anterior.

Se han efectuado pruebas suplementarias para compa­
rar la estabilidad de baños de cobreado por reducción química que 
contienen ya sea únicamente iones yoduro, ya sea iones yoduro más 
o-fenantrolina, o bien ningún aditivo. Los resultados de estas prue 
bas se hallan recopilados en la tabla 3 que sigue.

TABLA 3
Pruebas

Constituyentes del baño n*31 n*32 n*33 n*34
"Enplate CU-402A 300ml/l 300ml/l 300ml/l 300ml/l
"Enplate CU-402B 300ml/l 300ml/l 300ml/l 300ml/l
D.M. HgO 400ml/l 400ml/l 400ml/l 400ml/l
Nal, U,S.P. (10g/l HgO) - 0,02g/l 0,01g/l 0,01g/l
o-fenantrolina (5g/l en CHgOH) - - - 0,0005g/l
Duración de vida del baño(hrs.) 24 40 64 200
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Los resultados.recopilados en esta tabla 3 muestran 
claramente la mejora considerable desde el punto de vista de la 
estabilidad de las soluciones o baños én combinación con los io 
nes yoduro y la ortofeáantroliha.

5 . Como es obvio, y como se desprende por otra parte de
lo que antecede, el invento no se limita en absoluto a sus for­
mas de aplicación respectivas, ni tampoco a las formas de reali- 

. zación de sus diversas partes que han siáo más especialmente in­
dicadas, abarca por el contrario todas las variantes.

10 En resúmen, la Patente de Invención que se solicita
deberá recaer sobre las siguientes:

!t



1. - Procedimiento de cobreado por reducción quí­
mica, especialmente de cobreado de una superficie catalítica 
metálica o constituida por un material sintético activado, ca­
racterizado por el hecho que comprende poner en contacto la su 
perficie catalítica con una solución alcalina acuosa de cobrea­
do por reducción química que contiene iones de cobre, un agente 
complejante del ión cúprico, y un agente reductor de los iones 
de cobre, a la que se ha incorporado como agente estabilizante, 
una pequeña cantidad de o-fenantrolina e iones yoduro.

2. - Procedimiento según la reivindicación 2; carac­
terizado por el hecho de que dicha solución de cobreado compren 
de en ión yoduro en una cantidad equivalente a aproximadamente 
0,0001 a 0,01g/litro de yoduro sódico o potásico y fenantrolina 
en una cantidad de 0,0001 a 0,01g/litro aproximadamente.

3. - Procedimiento según las reivindicaciones 1 o 2 
caracterizado por el hecho de que se agrega a la solución utili­
zada, por una parte, una cantidad suficiente de un hidróxido de 
metal alcalino, especialmente de sodio, para llevar el pH de la 
solución a un valor comprendido-entre 10 y 14, por otra parte 
preferentemente un carbonato de metal alcalino, en especial de 
sodio, por otra parte un agente reductor tal como formaldehido 
y, finalmente, por otra parte, sal de Rochelle como agente com­
ple jante de ión cobre.

4. - Procedimiento según las reivindicaciones 1 a 3, 
caracterizado por el hecho de que la puesta en contacto se efec­
túa a una temperatura de la solución del orden de 15-32^ C.

5. Procedimiento de cobreado por reducción química, 
especialmente de cobreado de una superficie catalítica metálica 
o constituida por un material sintético activado, caracterizado

!
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por el hecho de que la solución de cobreado según una cual­
quiera de las reivindicaciones 1 a 3 se obtiene a partir de una 
composición de adición que comprende una mezcla de o-fenantrolina 
y una fuente de iones yoduro o una composición de adición líqui- 

5 da acuosa que incluye una mezcla de o-fenantrolina, iones yodu­
ro, una sal cúprica soluble en agua y un agente reductor del co­
bre iónico.

6. - Procedimiento de cobreado por reducción química, 
especialmente de cobreado de una superficie catalítica metálica

10 o constituida por un material sintético activado, caracteriza­
do por el hecho de que se forma la solución de cobreado según 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 a partir de una so­
lución acuosa acida concentrada que comprende una solución acuo­
sa acida de una sal. de cobre soluble en agua, un agente reductor, 

15 preferentemente formaldehido, para el cobre iónico, o-fenantroli
na, y una fuente de iones yoduro solubles en agua, preferentemen 
te yoduro sódico o potásico, siendo el pH de la mencionada solu­
ción concentrada suficientemente inferior a un pH de 7 para evi­
tar cualquier precipitación substancial del cobre, á partir de di 

20 cha solución en forma de un precipitado que contiene hidróxido
de cobre y bajo forma de cobre metálico como consecuencia de 
-una reacción del tipo redox.

7. - Procedimiento de cobreado por reducción química 
según lá reivindicación 6, caracterizado por el hecho de que se

. 2 5  utiliza una solución acuosa ácida concentrada que contiene los
constituyentes siguientes:

HgSO^(pureza analítica) 
CuSO^. óH^O
HCHO (concentración, 37%)

% en peso 
0,02-0,04 aprox. 

5-9 
35-45
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o-fenantrolina 
Nal o KI 
H^Ó c.s.p.

375193
. % en peso

-5 -33x10 -3x10 aprox.
3x10*3-3x10**^ "

100
8.- Se reivindica por último como objeto sobre 

el que ha de recaer la Patente de Invención que se solicita
por: "PROCEDIMIENTO DE COBREADO POR REDUCCION QUIMICA".

Todo conforme queda descrito y reivindicado en 
ía presente Memoria descriptiva que consta de diecinueve pági 
ñas mecanografiadas.

Madrid, 5 de Enero 1970 
BERNARDO UNGRIA

20  '
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